DETECTION POTENZIATA. MENO INTERRUZIONI. OLTRE LA SCOPERTA.

+ Analizza con sicurezza un'ampia gamma di composti critici.
« Raggiungi limiti di rilevazione ancora piu bassi con una sensibilita a livello di picogrammi.

+ Massimizza la redditivita prolungando le prestazioni del metodo e la durata della colonna.




Colonne GC RMX di nuova generazione
Ottimizza la qualita dei dati e massimizza le prestazioni
del metodo

+ Analizza con sicurezza un'ampia
gamma di composti critici.

%
£
£
J
3
i
!

« Raggiungi limiti di rilevazione ancora piu bassi
con una sensibilita a livello di picogrammi.

« Massimizza la redditivita prolungando le
prestazioni del metodo e la durata
della colonna.

Le sfide di ogni giorno nell'analisi GC

La vita del laboratorio implica oggi una pressione costante ad aumentare ed efficientare l'operativita. E quando le esigenze in termini
di sensibilita, qualita dei dati e durata non sono soddisfatte, la produzione di campioni rallenta e la produttivita ne risente.

LA
Riduci il consumo di Consolidamento Limiti di rilevazione Durata
solvente clorurato del metodo ancora piu bassi maggiore

Linnovazione inizia qui: frutto di un‘esperienza consolidata

Le colonne RMX rappresentano l'apice dei 40 anni di esperienza di Restek nella tecnologia delle colonne GC.

1985 | Colonne Rtx 1993 | Colonne MXT 1994 | Colonne PLOT 1994 | Colonne impaccate
La nostra linea di colonne robuste Le colonne MXT uniscono la Il nostro innovativo processo di )
s . L . o T Le colonne impaccate Restek
e affidabili, progettate per lavorare resistenza del metallo all'inerzia bonding riduce al minimo il rilascio .
X ) ) g N offrono la forza del tubo metallico,
senza sosta, consolida Restek come del vetro deattivato: sono state di particelle: nasce cosi la nuova

una deattivazione inerte e una

leader nella tecnologia avanzata delle utilizzate persino nello spazio! . X .
tecnologia stabile a fasi legate.

colonne capillari in silice fusa per GC.

generazione di colonne PLOT.

Aumenta le prestazioni GC con le colonne GC RMX

Per rimanere competitivi, i laboratori devono soddisfare i requisiti di qualita dei dati il pit a lungo possibile per un‘ampia gamma di classi di analiti.
Le colonne RMX con tecnologia TriMax massimizzano le prestazioni per un numero maggiore di composti, aumentando produttivita e redditivita.

Cosa rende migliori le colonne RMX?

La deattivazione altamente efficace TriMax protegge gli analiti dalle interazioni superficiali, migliorando la forma del picco e la sensibilita
per un'ampia gamma di composti chimici.

Deattivazione ©
. 'Y
TriMax ()
~ >
FSMX
Inattivi Attivi

Deattivazione

non TriMax k

Inattivi Attivi

® Composti Inattivi:
alcani, alcheni, alchini, ecc.

® Composti Attivi:

Fase Stazionaria

% Deattivazione TriMax

Silice Fusa acidi, basi, alcoli, esteri, eteri, ecc.
Rivestimento Esternoin | Siti attivi residui . ge s
Poliimmide Scopri di pit sulle
colonne RMX oggi stesso!
5 X, ’/
f,.: Y >
(o) RMX
\ ’ 4 \__ GC COLUMNS
2006 | Colonne Rxi 2017 | Liner Topaz per iniettori 2026 | Colonne RMX
Questa famiglia di colonne Anni di esperienza nel campo della Le colonne RMX di nuova generazione sfruttano

ad alte prestazioni garantisce deattivazione ci hanno premesso
inerzia straordinaria, bleeding di sviluppare questa innovativa
ridotto ed elevata riproducibilita. tecnologia di liner.

la rivoluzionaria deattivazione TriMax, massimizzando
sensibilita e qualita dei dati su un'ampia gamma di
composti attivi (per esempio acidi, basi, ecc.) e inattivi.



Deattivazione TriMax: il vantaggio competitivo di RMX

Le colonne GC RMX sono realizzate con la tecnologia TriMax, un processo innovativo di deattivazione che produce una superficie estremamente

inerte, priva dei siti attivi residui lasciati dai processi di deattivazione tradizionali. La deattivazione TriMax crea una superficie robusta e priva di
contaminanti, che garantisce una forma del picco e una sensibilita eccezionali, anche per i composti attivi, come acidi, basi, alcoli e altro ancora.

Deattivazione TriMax: un passo avanti

- Lo strato uniforme crossbond presente sulla superficie della colonna massimizza l'inerzia.

+ Lasinergia tra fase stazionaria e deattivazione offre prestazioni affidabili e riproducibili.

Fase stazionaria

4 Deattivazione TriMax

Silice fusa
Rivestimento esterno
in Poliimmide
PN
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Deattivazione
tradizionale

Prodotti chimici industriali
non destinati alla GC.

Copertura limitata per effetto
dell'ingombro sterico.

Attivita e variabilita legate
agli schemi tradizionali di
reazione organica.

Risultato: Imperfezioni della
superficie che riducono l'inerzia
e la riproducibilita complessive.

Deattivazione
non TriMax

« Siti di adsorbimento dovuti
ai sottoprodotti di reazione.

« Decomposizione della fase
catalizzata dai residui.

« Variabilita dovuta alle varie
fasi di fabbricazione.

Risultato: Variabilita delle colonne,
sensibilita specifica per I'analita,
forme dei picchi di bassa qualita.

RESTEK

L'evoluzione e I'impatto della deattivazione avanzata TriMax

N

N [\
Deattivazione IE\’MX
\

TriMax GC COLUMNS

Nuovi reagenti progettati
appositamente per la GC.

Processo e reagenti ottimizzati
che riducono al minimo i residui.

Chimiche sinergiche per una
reticolazione ordinata e ad
alta densita.

Risultato: Sensibilita a livello
di tracce, picchi simmetrici,
maggiore durata e migliore
riproducibilita della colonna.

www.restek.com

5



Ottieni la massima affidabilita con la qualita integrata di Restek

Ogni aspetto della produzione delle colonne RMX contribuisce a garantire riproducibilita e prestazioni di alto livello: dalla trafilatura del tubo in
silice fusa alla deattivazione TriMax sviluppata ad hoc, fino agli approfonditi test di controllo qualita (QC), i nostri processi assicurano prestazioni
affidabili da una colonna all‘altra.

Ogni colonna GC RMX e sottoposta a test con sonda completi, a garanzia delle prestazioni
(1 ng on-column; RMX-5Sil MS 30 m, 0,25 mm, 0,25 pum)

3.0
2.5
2.0
13

1.0

Response [pA]

" IR

0 1 2 3 A 5 6 1 8 9 10 1 2 B 1 15 16 17 18 19

Time (min)
GC_GN1258

Analita tR %RSD Tipo di analita
1 4-Picoline 1,05 Base
2 2-Ethylhexanoic acid 0,711 Acido debole alifatico
3 1,6-Hexanediol 0,64 Diolo polare
b 4-Chlorophenol 0,53 Acido debole aromatico alogenato
5 n-Tridecane 0,42 Neutro
6 1-Methylnaphthalene 0,38 Acido policiclico neutro
1 1-Undecanol 0,36 Alcol polare
n-Tetradecane 0,34 Idrocarburo neutro
9 Dicyclohexylamine 0,33 Base
10 Acenaphthene-d10 0,20 Policiclico aromatico neutro
11 2,4-Dinitrophenol 0,19 Acido debole aromatico
12 Pentachlorophenol 0,14 Acido debole aromatico alogenato
13 Benzidine 0,15 Base aromatica biciclica debole

I~
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Prestazioni eccellenti e affidabili con ogni colonna e ogni lotto

Efficienza elevata e riproducibilita
Le colonne RMX sono estremamente efficienti e garantiscono picchi netti e simmetrici. Inoltre, i test di confronto tra colonne dimostrano che
ogni colonna installata offre le medesime prestazioni.

Column-to-Column Efficiency Reproducibility

4700

4600 % e T . . S, - . .

4500 cs T e . R -

4400 ) . .

=== RMX Average
4300

Plates per Meter (C14)

4200

4100

0 20 40 60 80 100 120

Column Number

Stabilita granitica dei tempi di ritenzione
Con le colonne GC RMX, gli analiti eluiscono al momento previsto, anche a livello di tracce (1 ng on-column). Non dovrai piu reimpostare le
finestre dei tempi di ritenzione quando cambi la colonna!
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Sempre al tuo fianco: prestazioni affidabili e durata massimizzata

Utilizzare temperature estreme e programmi intensivi dei forni consente di ridurre i tempi di corsa, ma a lungo andare abbatte le prestazioni
delle colonne. Come illustriamo qui, le colonne RMX hanno dimostrato prestazioni affidabili ai collaudi anche dopo I'esposizione a condizioni

termiche critiche.

La sfida della stabilita termica

Le forme dei picchi e il bleeding della colonna sono stati valutati prima e dopo l'esecuzione di 15 cicli termici aggressivi (da 50 °C [mantenimento
11 min con rampa di 20 °C/min] a 330 °C [mantenimento 4 ore]). Le colonne RMX hanno prodotto picchi nitidi e simmetrici e risposte stabili per
analiti acidi e basici critici appartenenti a varie classi di composti. | livelli di bleeding sono rimasti straordinariamente bassi per tutta la durata del

test, dimostrando prestazioni solide e affidabili.

Le colonne GC RMX producono picchi stabili sia per gli acidi che per le basi

Sonda acida

2-Ethylhexanoic acid

_ 16 21
3 12 1 =Initial injection
% 0.8 2 = After 15 four-hour
g 0.4 holds at 330 °C
0.0
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Sonda basica

Dicyclohexylamine
0.8
2 1
0.6 1 =Initial injection
0.4 2 = After 15 four-hour
0.2 holds at 330 °C
0.0 -
8.0 8.2 8.4 8.6 8.8
Time (min)
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Time at 330 °C (hr)

Ideal —®—RMX-5SilMS

Con le colonne GC RMX il bleeding & basso e non aumenta

Response [pA]

Bleed (pA)
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Una migliore qualita dei dati prolunga le prestazioni del metodo

Per dimostrare le prestazioni eccellenti delle colonne GC RMX-5Sil MS, le abbiamo testate rispetto alle colonne 5sil concorrenti di fascia
premium e tradizionale su 52 semivolatili complessi, rappresentativi di un'ampia varieta di composti chimici. In tutti i parametri di test, le
colonne RMX-5Sil MS hanno soddisfatto i requisiti di qualita dei dati in termini di asimmetria, linearita e recupero per un numero maggiore
di semivolatili e per una gamma pit ampia di classi di composti rispetto alle colonne concorrenti, anche nel caso di acidi e basi impegnativi.

Asimmetria

Linearita (R2)

Linearita (%RSD)

Recupero (LCP*)

Recupero (50 ppb)
Ripetibilita (%RSD a 50 ppb)

Ideale
0,9-1,2
>0,995
<10%
70-130%
70-130%
<10%

Come abbiamo misurato le prestazioni

Accettabile
0,5-0,901,2-2
0,990-0,995
11-20%
50-69% 0 131-200%
50-69% 0 131-200%
11-20%

*LCP = punto di calibrazione pili basso; il valore variava in base al composto, da 0,5 a 100 ppb (0,1-20 pg on-column).

21 Acids
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Le colonne RMX sono altamente inerti e producono picchi
piu simmetrici per una gamma piu ampia di semivolatili
(50 ppb; colonne da 30 m, 0,25 mm, 0,25 pum)
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% Compliant Compounds

Una qualita superiore della forma dei picchi aumenta la linearita e
I'affidabilita della calibrazione per un maggior numero di composti
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LCP Recovery 70-130%
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Con forme dei picchi eccellenti e calibrazioni lineari,
il recupero € preciso e accurato

LCP Recovery 70-130%
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Ottimizzando la qualita dei dati, le colonne GC RMX generano

risultati piu affidabili, anche per i composti semivolatili piu difficili,

garantendo cosi risultati accurati e consentendo al laboratorio
di continuare ad analizzare i campioni.

RESTEK
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Focus sulle RMX: Metodo ottimizzato per 150 semivolatili in GC-MS/MS

Le colonne RMX possono aiutare il tuo laboratorio a migliorare la qualita dei dati e ad aumentare la sensibilita per un'ampia gamma di composti
chimici. Questo metodo GC-MS/MS ottimizzato per i semivolatili € un esempio di come le colonne RMX-5Sil MS ad alte prestazioni consentano ai
laboratori di consolidare i metodi per includere pil analiti e persino ridurre i volumi di estrazione per contenere il consumo di solvente. Il nostro

elenco di 150 semivolatili comprende oltre 30 acidi, oltre 30 basi e molti altri analiti attivi e composti critici.

Aumenta la produttivita ampliando gli elenchi degli analiti
Al fine di aumentare, accelerare ed efficientare 'operativita, le colonne RMX 5Sil MS offrono prestazioni eccezionali su un'ampia gamma di
composti chimici, permettendoti di consolidare gli elenchi in tutta tranquillita.

Pannello
ampliato in
condizioni
ottimizzate

” ‘ ‘ ‘
Lkl Tl
ol TG i ,'J., ! N

— T T T T T T T — T T —T T 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
10.00 15.00 17.50 20.00 22.50 25.00 2150

2.50 5.00 .5
Time (min)
GC_EV1527
Peaks 45. 1,2, 4-Trichlorobenzene 90. 2,3,5,6-Tetrachlorophenol 135. p-Terphenyl-d14

1. 1,4-Dioxane 46. Naphthalene-d8 91. 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 136. Aramite 1

2. N-Nitrosodimethylamine 47. Naphthalene 92. 2-Naphthylamine 137. Aramite 2

3. Pyridine 48. a-Terpineol 93. Diethyl Phthalate 138. p-Dimethylaminoazobenzene
&4, Ethyl methacrylate 49, 4-Chloroaniline 9%4. Hexadecane 139. Chlorobenzilate

5. 2-Picoline 50. 2,6-Dichlorophenol 95. Fluorene 140. Famphur

6. N-Nitrosomethylethylamine 51. Hexachloropropene 96. Zinophos 141. 3,3"-Dimethylbenzidine

7. Methyl methanesulfonate 52. Hexachlorobutadiene 97. 5-Nitro-o-toluidine 142. Kepone

8. Acrylamine 53. Quinoline 98. 4-Nitroaniline 143. Benzyl butyl phthalate

9. 2-Fluorophenol 54. Caprolactam 99. 4-Chlorophenyl phenyl ether 144. Bis(2-ethylhexyl) adipate
10. N-Nitrosodiethylamine 55. 1,4-Phenylenediamine 100. 4,6-Dinitro-2-methylphenol 145. 2-Acetylaminofluorene

11. Ethyl methanesulfonate 56. N-Nitrosodibutylamine 101. Diphenylamine 146. Benz[a]Janthracene

12. Benzaldehyde 57. 4-Chloro-3-methylphenol 102. Azobenzene 147. Chrysene-d12

13. Phenol-d6 58. Isosafrole | 103. 2,4,6-Tribromophenol 148. 3,3'"-Dichlorobenzidine

14. Phenol 59. 2-Methylnaphthalene 104. Sulfotepp 149. 4,4’-Methylenebis(2-chloroaniline)
15. Aniline 60. 1-Methylnaphthalene 105. 1,3,5-Trinitrobenzene 150. Chrysene

16. Pentachloroethane 61. 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 106. Diallate 1 151. Bis(2-ethylhexyl) phthalate
17. bis-(2-Chloroethyl)ether 62. Hexachloropentadiene 107. Phorate 152. 6-Methylchrysene

18. 2-Chlorophenol 63. 2,3-Dichloroaniline 108. Phenacetin 153. Di-n-octyl phthalate

19. Decane 64. 2,4,6-Trichlorophenol 109. 4-Bromophenyl phenyl ether 154. Benzo[b]fluoranthene

20. 1,3-Dichlorobenzene 65. 2,4,5-Trichlorophenol 110. Diallate 2 155. 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
21. 1,4-Dichlorobenzene-d& 66. 2-Fluorobiphenyl 111. Hexachlorobenzene 156. BenzolK|fluoranthene

22. 1,4-Dichlorobenzene 67. 2-Chloronaphthalene 112. Dimethoate 157. Benzo[a]pyrene

23. Benzyl alcohol 68. Isosafrole Il 113. Atrazine 158. Perylene-d12

24 1,2-Dichlorobenzene 69. Safrole 114. Pentachlorophenol 159. 3-Methylcholanthrene

25. Indene 70. Biphenyl 115. 4-Aminobiphenyl 160. Dibenz(a,h)acridine

26. 2-Methylphenol T1. 1-Chloronaphthalene 116. Pentachloronitrobenzene 161. Dibenz[a,jlacridine

21. 2,2'-oxybis(1-chloropropane) T2. o-Nitroaniline 117. Propyzamide 162. Indeno[1,2,3-cd]pyrene

28. N-Nitrosopyrrolidine 3. Diphenyl ether 118. Phenanthrene-d10 163. Dibenz[a,h]anthracene

29. Acetophenone Th. 1,4-Naphthoquinone 119. Octadecane 164. Benzo[ghi]perylene

30. 3- and 4-Methylphenol 75. 1,2-Dinitrobenzene 120. Phenanthrene

31. N-Nitrosomorpholine 76. 1,3-Dinitrobenzene 121. Dinoseb

32. o-Toluidine 1. Diphenyl phthalate 122. Disulfoton

33. Hexachloroethane 8. 1,6-Dinitrotoluene 123. Anthracene

34. Nitrobenzene-d5 79. 1,4-Dinitrobenzene 124. Carbazole

35. Nitrobenzene 80. Acenaphthylene 125. Methyl Parathion

36. N-Nitrosopiperidine 81. 3-Nitroaniline 126. di-n-Butyl phthalate

37. Isophorone 82. Acenaphthene-d10 127. 4-Nitroquinoline-N-oxide

38. 2-Nitrophenol 83. Acenaphthene 128. Ethyl Parathion

39. Benzoic acid 84. 2,4-Dinitrophenol 129. Methapyrilene
40. 2,4-Dimethylphenol 85. 4-Nitrophenol 130. Isodrin

41. 0,0,0-Triethyl phosphorothioate 86. Pentachlorobenzene 131. Fluoranthene

42. Bis(2-chloroethoxy)methane 87. Dibenzofuran 132. Fluoranthene . e .
43, 2,4-Dichlorophenol 88. 2,4-Dinitrotoluene 133. Benzidine Ottieni 'I metodo qu"’
44, Phentermine 89. 1-Naphthylamine 134. Pyrene

I~
12  www.restek.com RESTEK

Vuoi risparmiare tempo e ridurre il consumo di solvente eseguendo I'estrazione del campione su

scala ridotta?

L'utilizzo della colonna RMX-5Sil MS alle nostre condizioni ottimizzate consente una risposta del picco eccezionale a livello di picogrammi

(e sub-picogrammil), offrendoti una migliore sensibilita e i limiti di rilevazione pil bassi necessari per i metodi di preparazione del campione

a basso volume.

Pyridine
79—>51m/z

2,4-Dinitrophenol
184 > 154 m/z

Benzidine
184 — 166 m/z

Benzo[b]- &
[k]- fluoranthene
252 >226 m/z

Pentachlorophenol
266— 167 m/z

10 pg 1pg 0.1pg
* * *
2.80 3.00 3.20 3.40 2.80 3.00 3.20 3.40 2.80 3.00 3.20 3.40
* * *
1220 1225 12.50 12.75 1220 1225 12.50 12.75 1220 1225 12.50 12.75
i * ¥
‘ N
I I
17.50 .75 18.00 18.25 17.50 .75 18.00 18.25 17.50 .75 18.00 18.25
23.00 2400 25.00 23.00 2400 25.00 23.00 2400 25.00
¥ 1 H
] GG_EV1526 7 - - - .
14.75 15.00 15.25 15.50 14.75 15.00 15.25 15.50 14.75 15.00 15.25 15.50
Time (min)

%
:
¢
£
!
3
:
g
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I nostri clienti dicono di noi

Carlos Parra & QC MS Specialist I
presso NOW Foods, dove negli ultimi
cinque anni si & specializzato nell'analisi
dei contaminanti, compresa I'analisi dei
residui di pesticidi tramite GC-MS/MS,
LC-MS/MS, MS Orbitrap e MS TOF. In oltre
21 anni di carriera come chimico analitico
in vari settori — farmaceutico, packaging,
cosmetico, dei dispositivi medici e
alimentare - ha acquisito competenze
approfondite nella spettrometria di
massa, nello sviluppo del metodo e

in complessi flussi di lavoro analitici.

14 www.restek.com

Il laboratorio QC di NOW Foods dedicato ai residui di pesticidi
lavora ogni giorno con matrici botaniche complesse in un
contesto che impone ritmi sostenuti, quindi ci aspettiamo
che le nostre colonne GC forniscano risultati affidabili e
abbiano una durata ragionevole.

La colonna GC RMX-5Sil MS inerte di Restek ha fatto
davvero la differenza nella sicurezza con cui affrontiamo
il nostro lavoro. Fin dall'inizio abbiamo riscontrato
linee di base piu pulite, risposte piu intense e stabili,
un rapporto segnale/rumore piu elevato e tempi di
ritenzione che si sono mantenuti esattamente al livello
previsto a ogni corsa, anche dopo aver sostituito la
colonna. Cio che ci ha veramente strabiliato, pero, sono
state le prestazioni della colonna nello scenario reale di
controllo qualita. Anche con campioni botanici complessi
e profili articolati di analisi multiresiduali, la cromatografia
é rimasta affidabile e prevedibile. Anche il design integrato
con precolonna e linea di trasferimento ha influito
significativamente sul nostro flusso di lavoro quotidiano.
La possibilita di tagliare senza alterare i tempi di ritenzione
né sacrificare la colonna analitica ha ridotto le interruzioni,
ci ha permesso di utilizzare le colonne pit a lungo e ci ha
fatto risparmiare tempo, una risorsa preziosa quando si
lavora a passo serrato.

Nel complesso, la colonna GC RMX-5Sil MS
rappresenta un miglioramento
significativo per I'analisi di routine

dei pesticidi, garantendo al team una
maggiore affidabilita dei dati generati e
migliorando l'efficienza del laboratorio.

RESTEK

Esplora altre applicazioni RMX

Metodo GC-MS/MS completo per i semivolatili in tracce
(metodo EPA 8270E): preserva la qualita dei dati riducendo
i limiti di rilevazione con una colonna RMX-5Sil MS

Aumenta l'efficienza del laboratorio con un metodo consolidato
per I'analisi dei semivolatili in tracce: le colonne RMX-5Sil MS,
eccezionalmente inerti, consentono di soddisfare gli obiettivi

di qualita dei dati per una gamma pit ampia di composti

Raggiungi limiti di rilevazione piu bassi per i semivolatili:
migliora la sensibilita GC-MS/MS con le colonne MS RMX-5Sil
altamente inerti.

Analisi dei semivolatili in tracce: valutazione della colonna
RMX-5Sil MS: pubblicato in collaborazione con Shimadzu
Corporation

Supera i limiti dellanalisi GC-MS dei semivolatili a basse
concentrazioni

Massimizza I'affidabilita nell'identificazione di droghe
sequestrate tramite GC-MS

Aumenta la produttivita con I'analisi GC-MS simultanea
diIPA e PCB

Ottimizza lo standard del metodo HJ 834-2017 per I'analisi
GC-MS dei semivolatili: aumenta velocita e precisione con
le colonne RMX-5Sil MS altamente inerti.

Achieving Lower Detection Limits for Semivolatiles
Improve GC-MS/MS Sensitivty vith Highly Inert RMX-5Sil MS Columns

GC [T ——

HEHTTH IR ¢

)pri le ultime novita su discover.restek.com/RMX

Hai bisogno di aiuto per scegliere
applicazioni o prodotti?

Contatta il servizio tecnico

Desideri assistenza per preventivi, acquisti e altro?

Contattaci!

RESTEK
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Massime prestazioni e praticita con formati progettati ad hoc Prodotti utilizzati

Le colonne RMX-5Sil MS s?nc? disponibili in quatt.ro forr'nat| prc?gettatl .per le migliori prestazioni in ca:sl d'uso specifici. Questl'férmatl Colonna capillare GC RMX-5Sil MS
comprendono anche versioni con precolonna e linea di trasferimento integrate nello stesso tubo capillare della colonna analitica,
per ridurre il numero di connessioni e quindi il rischio di perdite. o La deattivazione TriMax di nuova generazione crea una fase stazionaria resistente

e un percorso di flusso del campione eccezionalmente inerte, offrendo la stabilita
necessaria per intervalli di calibrazione prolungati e dati piti affidabili.

o La massima inerzia migliora la forma del picco per classi di composti attivi
Formati delle colonne RMX D — Vantaggi problematici, raggiungendo limiti di rilevamento inferiori e sensibilita a livello di
picogrammi per permettere di quantificare in tutta tranquillitad unampia gamma
di analiti.

Colonna analitica

o Le prestazioni superiori delle colonne supportano la consolidazione dei metodi per
aumentare la produttivita e la riduzione dei volumi di estrazione del campione per

To Inlet To Detector

¢ Offre la massima sensibilita per la rilevazione a livello di tracce su

strumenti altamente sensibili, come i sistemi GC-MS/MS. un uso ridotto di solventi.
La fase stazionaria ricopre completamente la colonna
per tutta la lunghezza. ¢ Massimizza la conformita dei dati: mantiene i criteri di calibrazione
e controllo qualita per un periodo di tempo piti lungo. N° catalogo Nome prodotto Unita
47302 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 20°m, ID 0,18°mm, 0,18 pm cad.
47302-135 Colonna capillare GC Rxi-5Sil MS, 20 m, ID 0,18 mm, 0,18 ym con Integra-Guard da 5 m cad.
47311 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 20°m, ID 0,36°mm, 0,36 ym cad.
17320 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 15°m, ID 0,25°mm, 0,25 pm cad.

¢ Massima durata per la protezione dalle matrici campione sporche. . .
To Detector 17320-124 Colonna capillare GC Rxi-5Sil MS, 15 m, ID 0,25 mm, 0,25 pm con Integra-Guard da 5 m cad.

To Inlet

o Tempi di attivita e stabilita del tempo di ritenzione massimizzati
Sul lato iniettore. una sezione deattivata di tubo anche dopo aver rimosso diverse sezioni della colonna. 17323 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 30°m, ID 0,25°mm, 0,25 pm cad.
ivo di fase stazionaria I , "
,pn’t'ggg't:g’;;i';’n";g'fa ,”,;‘3;;’,‘:;{,’?;; alminando | * L2 precolonna Integraincorporata protegge la colonna analitica 17323-124 Colonna capillare GC Ri-5Sil MS, 30 m, ID 0,25 mm, 0,25 um con Integra-Guard da 5 m cad.
alconten;po la connessione tra precolonna e senza richiedere una connessione aggiuntiva, rendendola ideale
colonna, che & soggetta a perdite. per i metodi MS. 17323-177 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 30°m, ID 0,25°mm, 0,25 pum con Integra-Transfer Line cad.
*  Massimizza lamessa a fuoco, consentendo l'iniezione di volumi 17323126177 Colonna capillare GC Rxi-5Sil MS, 30 m, ID 0,25 mm, 0,25 um con 5 m Integra-Guard e cad
maggiori. Integra-Transfer Line ’
17326 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 60°m, ID 0,25°mm, 0,25 ym cad.
17335 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 15°m, ID 0,25°mm, 0,50 pm cad.
Integra-Transfer Line 17338 Colonna capillare GC RMX-55il MS, 30°m, ID 0,25°mm, 0,50 pm cad.
Ll ToDssctor 17338-124 Colonna capillare GC Rxi-5Sil MS, 30 m, ID 0,25 mm, 0,50 pm con Integra-Guard da 5 m cad.
¢ Riduce al minimo il bleeding della linea di trasferimento, . cc . .
Sul lato detector, una sezione deattivata di proteggendo meglio il detector MS. 17353 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 30°m, ID 0,25°mm, 1,00 ym cad.
bo privo di f: ionaria funge da li
}ﬁtgg’;;ﬁ;“;;;ﬁ;ﬁ:;‘,‘;?:"“‘ tnge da inea . Esclusiva Restek! 17324 Colonna capillare GC RMX-5SilMS, 30°m, ID 0,32°'mm, 0,25 pm cad.
17339 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 30°m, ID 0,32°mm, 0,50 pm cad.
17354 Colonna capillare GC RMX-5Sil MS, 30°m, ID 0,32°mm, 1,00 pm cad.
Doppia integrazione
(Integra-Guard e Integra-Transfer Line)
Telske ToDetector | poppio formato Tecnologia e inerzia rivoluzionarie
* Sullato iniettore, una sezione deattivata « Offreivantaggi di entrambi i formati con precolonna Integra e pe run nuovo | ivel IO d |
di tubo privo di fase stazionaria funge da con linea di trasferimento Integra. Z
precolonna integrata. 3 I O 0 . .
« Esclusiva Restek! peffings prestazioni True Blue.
o Sul lato detector, una sezione deattivata di
tubo privo di fase stazionaria funge da linea
di trasferimento integrata.

Non fartela scappare: consulta www.restek.com/topaz

- Fase stazionaria e deattivazione
- Solo strato di deattivazione

L~ .
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Kit di liner per iniettori e colonne RMX-5Sil MS

o Massimizza la sensibilita a livello di tracce con kit che combinano l'inerzia di nuova
generazione delle colonne RMX e i liner Topaz per iniettori, offrendo un percorso
del campione veramente inerte e maggiore affidabilita nei tuoi dati analitici.

Sviluppa metodi MS
personalizzati in pochi minuti

o Le colonne RMX, dotate della tecnologia di deattivazione TriMax, offrono
massima inerzia, sensibilita e durata per applicazioni impegnative che
includono composti attivi, come I'analisi dei semivolatili.

Pro EZGC Chromatg

(senza passare per il laboratorio!) —

Inserisci i tuoi analiti target nel software gratuito Pro EZGC

0  Scegli tra liner Topaz a cono singolo e Precision: entrambi contengono lana
e sono completamente passivati, riducendo al minimo la decomposizione
degli analiti nell'iniettore.

chromatogram modeler di Restek e genera istantaneamente

o Approfitta della comodita di un liner specifico per produttore e del nostro formato condizioni di metodo ottimizzate per il tuo elenco specifico
di colonna RMX-5Sil MS piu popolare (30 m, ID 0,25 mm, 0,25 pm) in un unico e di composti.
pratico kit.
La nuova opzione MS identifica automaticamente gli isobari per la separazione.
N° catalogo Nome prodotto Unita
17323-AGO1 Kit RMX-5Sil MS Precision Liner per Agilent, include 1 colonna n® cat. 17323 kit La previsione delle finestre dei tempi di ritenzione semplifica lo sviluppo

(30 m, ID 0,25 mm, 0,25 ym) e 1 liner n° cat. 23305 (5 pz.).

Kit RMX-5Sil MS Liner a cono singolo per Agilent, include 1 colonna n° cat. 17323 kit dei metodi SIM/SRM.

11323-AG02 (30m, ID 0,25 mm, 0,25 um) e 1 liner n° cat. 23303 (5 pz.). | metodi ti Fanalisi lteri t dificati
17323-THO1 Kit RMX-5Sil MS Precision Liner per Thermo, include 1 colonna n° cat. 17323 kit NS S [pIRei (287 EMEH] © (SO E35EKS UMSemEgS heke M

(30 m, ID 0,25 mm, 0,25 pm) e 1 liner n° cat. 23267 (5 pz.). in base agli obiettivi.
17323-THO2 Kit RMX-5Sil MS Liner a cono singolo per Thermo, include 1 colonna n° cat. 17323 kit

(30m, ID 0,25 mm, 0,25 pym) e 1 liner n° cat. 23447 (5 pz.). Scopri tutte le opzioni prima dell'acquisto: prova diverse colonne e condizioni
17323-SHo1 Kit RMX-55il MS Precision Liner per Shimadzu, include 1 colonma n” cat. 17323 kit senza spese e senza effettuare lunghe operazioni in laboratorio

(30 m, ID 0,25 mm, 0,25 ym) e 1 liner n° cat. 23320 (5 pz.). ’
17323-SH02 Kit RMX-5Sil MS Liner a cono singolo per Shimadzu, include 1 colonna n° cat. 17323 kit

(30m, D 0,25 mm, 0,25 pm) e 1liner n’ cat. 23336 (5 pz.). Abbiamo la soluzione che fa per te! |l software Pro EZGC utilizza i dati della libreria
17323-PEOL Kit RMX-5Sil MS Precision Liner per PerkinElmer, include 1 colonna n° cat. 17323 kit dei . i dai chimici R K indii T

(30'm, ID 0,25 mm, 0,25 pm) e 1 liner n° cat. 23799 (5 pz.). (S]] compostl generatl ai chimici Restek, quinai I moaeilli sono [E{EEINENTE
17323-PEO2 Kit RMX-5Sil MS Liner a cono singolo per PerkinElmer, include 1 colonna n® cat. 17323 it accurati e non richiedono i dati dell'utente.

(30 m, ID 0,25 mm, 0,25 pm) e 1 liner n° cat. 23800 (5 pz.).

¢« _on . . . P "‘ ; Provalo subito!
Mai piu dubbi grazie agli Standard RESTEK
di Riferimento Restek Pure Chromatography

Solo con standard di riferimento di elevata purezza e rigorosamente
controllati & possibile ottenere dati precisi. Grazie all'esperienza

maturata in decenni di attivita nel settore chimico, gli standard \
Restek garantiscono accuratezza e affidabilita.

+ Qualita ISO

« Flessibilita e personalizzazione sotto ogni aspetto

- Documentazione a portata di mano \ ‘!

Acquista gli standard di cui ti puoi fidare

www.restek.com/standards

P P
18 www.restek.com RESTEK RESTEK www.restek.com 19



RI

EEIN
ERF E

DETECTION POTENZIATA. MENO INTERRUZIONI. OLTRE LA SCOPERTA.

GC COLUMNS
N
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